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En este trabajo se ha preparado un &nodo de dideighlomo soportado sobre titanio,
sin interfase de metal precioso entre el soportétaeio y el recubrimiento de 6xido, para ser
utilizado en el tratamiento de aguas residualeglglctrosintesis organica.

Se han descrito varios métodos de tratamientaficipbdel titanio [1,2] para retirar la
pelicula pasivada de TiD El método propuesto en este trabajo, que est@dbaen parte en el
trabajo de Wabner y col. [3], consta de los sige®pasos:

i) Erosion de la superficie del sustrato (99.6%@ellow) por chorro de arena.

i) Inmersion en una disoluciéon deda oxalico 15% a temperatura de ebullicion
durante 1 hora seguido de 0.5 horas de inmersiam@wlisolucion 0.2M Ti(§0,)o y 1.25M en
acido oxalico a temperatura de ebullicion.

La corrosion obtenida durante el paso ii se verizsida por el tratamiento fisico de
chorreado de arena en el paso i. Se ha realizadestudio voltamétrico de los procesos de
tratamiento superficial del titanio (figuras 1,2gl proceso de electrodeposicion de dioxido de
plomo a partir Pb(NQ), en medio nitrico (figura 3), y de la oxidacion detamol con el anodo
propuesto en medio sulfurico (figura 4). Tambiéraportan datos de andlisis de XPS para una
superficie de titanio tratada con el método profmedodas las disoluciones se prepararon con
reactivos de calidad a.r. y agua purificada ( siatMilli Q). Todos los voltagramas se registraron
a una velocidad de barrido de 50 mV/s.

La figura 1 muestra la respuesta voltamétrica paeasuperficie de titanio tratada con
NH4HF, 1IM. Este comportamiento es tipico de los metedbaula [4]. La figura 2 muestra el
perfil voltamétrico de un electrodo de titanio &@a de acuerdo con los pasos i e ii. La densidad
de corriente es mucho menor que la obtenida eiguaaf 1 y el crecimiento de TgD masivo no
comienza hasta potenciales de 2V frente a ESSanddisis de XPS para nuestra superficie nos
indica que la pelicula de Ties eliminada y que especies derivadas de oxalagug estan
adsorbidas.

La figura 3 muestra la superposicion de dos voitags registrados para una
superficie obtenida seglin el método propuesto esepcia y en ausencia de la sal de plomo. Se
observa como la onda asociada al proceso de déposie PbQ aparece a un potencial
ligeramente menor que la oxidacién del soportespdmdimiento de oxigeno.

La figura 4 muestra la superposicion de dos vodtags registrados para el anodo de
diéxido de plomo en presencia y en ausencia denoletéSe puede observar como en presencia
de metanol la corriente de polarizacion anddicaesta

Energfa de ligadura (eV) Tipo RelacionTiOf)
530.1 & 0.45
532.1 -C=0 2.41
534.2 HO 0.35
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